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Rok 2018

WP1

Nalezeni a ovéieni podminek pro rychlou
reaktivni depozici pomoci reaktivniho
HiPIMS — vyzkum materiala terée a
reaktivnich plynti (modely + experimenty na
MF p-DC vyboji), nalezeni vhodnych
materialii pro dalsi vyzkum.

5

ZCU

4/2019

WP3

Ovéreni vlivu kladnych pulzi po
ukonéeni HiPIMS pulzu na iontovy
bombard substrati a depozici vrstev —
vyvoj unikatniho HiPIMS zdroje s moznosti
fizeného spinani kladného pulzu na katodé.
Optimalizace systému z pohledu stability a
Zivotnosti.

3/2021

WP5

Vyzkum  kombinované
HIPIMS

s obloukovym odpafovanim — vyvoj
laboratorniho ~ HiPIMS  zdroje  pro
kombinovanou technologii HiPIMS s

obloukovym odpafovanim.

technologie

FzU

3/2021

Rok 2019

WP1

Nalezeni a ovéieni podminek pro rychlou
reaktivni depozici pomoci reaktivniho
HiPIMS — vyzkum optimalnich parametri
reaktivniho HiPIMS procesu a Kkorelace s
analyzou pfipravenych vrstev.

4/2019

WpP2

Rychla depozice oxidovych vrstev pro
senzory pomoci reaktivniho HiPIMS -
vyzkum optimalnich parametri R-
HiPIMS procesu pro depozici senzor.

HVM

06/2021

WP3

Ovéfeni vlivu kladnych pulzi po
ukonéeni HiPIMS pulzu na iontovy
bombard substrati a depozici vrstev —
podrobna diagnostika plazmatu v HiPIMS s
definovanym kladnym pulzem.

3/2021




Optimalizace procesu pro definované
procesni parametry.

WP4

Technologie pripravy tvrdych
otéruvzdornych vrstev na nevodivé
substraty — vyzkum optimalnich parametri
procesu HiPIMS s kladnym pulzem na
nevodivé substraty.

HVM

12/2021

WP5

Vyzkum  kombinované  technologie
HIPIMS s obloukovym odpafovanim —
optimalizace hybridnich HiPIMS zdroja
pomoci diagnostiky plazmatu. Vybrani
vhodného konceptu hybridniho HiPIMS s
obloukem.

FzU

3/2021

WP6

Implementace kombinované technologie
HIPIMS s obloukovym odpafovanim —
implementace  hybridniho HiPIMS s
obloukem do soucasné technologie.
Testovani systému a depozice tenkych
vrstev.

FzU

11/2021

WP7

Synergie mezi zkoumanymi
technologiemi — porovnavani vlastnosti
plazmatu  generovaného v  rlznych
depozi¢nich systémech.

HVM

12/2021

Rok 2020

WP2

Rychla depozice oxidovych vrstev pro
senzory pomoci reaktivniho HiPIMS
— vyvoj a piiprava tenkovrstvého
senzoru piipraveného pomoci
R-HiPIMS. Ovéteni funkénosti —
PROTOTYP.

HVM

06/2021

WP3

Ovéreni vlivu kladnych pulzia po
ukonceni HiPIMS pulzu na iontovy
bombard substrati a depozici vrstev
— ptiprava modelovych vrstev pomoci
vyvinutého HiPIMS s kladnymi pulzy a
korelace vlastnosti vrstev s parametry
pulzl a plazmatu.

ZCU
HVM

03/2021

WP4

Technologie pripravy tvrdych
otéruvzdornych vrstev na nevodivé
substraty — depozice vybranych
otéruvzdornych materiall na rizné
nevodivé podlozky. Charakterizace
vrstev a optimalizace procesu.

HVM

12/2021

WP5

Vyzkum kombinované technologie
HIPIMS s obloukovym odparovanim
— optimalizace hybridniho HiPIMS pro
depozice otéruvzdornych vrstev.
Vyzkum vlastnosti vrstev pfipravenych
timto zdrojem plazmatu.

FzU

03/2021

WP6

Implementace kombinované
technologie HIPIMS s obloukovym
odparovanim — dokonéeni

FzU
HVM

11/2021




optimalizace hybridniho zdroje pro
depozice otéruvzdornych vrstev na bazi
uhliku. Analyza vlastnosti
deponovanych vrstev.

WP7

Synergie mezi zkoumanymi
technologiemi — porovnavani vlastnosti
vrstev deponovanych riiznymi
plazmatickymi systémy.

HVM

12/2021

Rok 2021

WP2

Rychla depozice oxidovych vrstev pro
senzory pomoci reaktivniho HiPIMS
— vyvoj a piiprava tenkovrstvého
senzoru piipraveného pomoci
R-HiPIMS. Ovéteni funkénosti —
PROTOTYP.

HVM

06/2021

WP3

Ovéreni vlivu kladnych pulzi po
ukonceni HiPIMS pulzu na iontovy
bombard substrati a depozici vrstev
— ptiprava modelovych vrstev pomoci
vyvinutého HiPIMS s kladnymi pulzy a
korelace vlastnosti vrstev s parametry
pulzt a plazmatu.

HVM
7ZCU

03/2021

WP4

Technologie pripravy tvrdych
otéruvzdornych vrstev na nevodivé
substraty — vyvoj prumyslové pulzni
technologie pro depozici vrstev na
nevodivé substraty — OVERENA
TECHNOLOGIE.

HVM

12/2021

WP5

Vyzkum kombinované technologie
HIPIMS s obloukovym odparovanim
— optimalizace hybridniho HiPIMS pro
depozice otéruvzdornych vrstev.
Vyzkum vlastnosti vrstev pfipravenych
timto zdrojem plazmatu.

FzU

03/2021

WP6

Implementace kombinované
technologie HIPIMS s obloukovym
odpafovanim - ovéfeni technologie
hybridniho HiPIMS v konkrétnich
podminkach — FUNKCNI VZOREK.

HVM
FzU

11/2021

WP7

Synergie mezi zkoumanymi
technologiemi — hledani vyhod a
nevyhod jednotlivych  systétmi a
moznosti uplatnéni ve vyrob¢.

HVM

12/2021




